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Slovni vyjadreni, komentare a pripominky vedouciho/oponcnta:
Predkladana diplomova prace byla zadana ve skolnim roce 2004/2005 na Katedfe

elektroniky a vakuove fyziky Matematicko-fyzikalni fakulty Univcrzity Karlovy v Praze jako
cxperimentalni diplomova prace v oblasti studia katalyticky zajimavych intermetalickych systemu.
Pfedmetem studia byla charakterizace nespojitych napafovanych vrstcv Rh-V na polykrystalickem
substratu A^Os povrchove citlivymi mctodami: rentgenovou fotoelektronovou spektroskopii XPS,
termodesorpcni spektroskopii TDS a metodou molekularnich svazku MB. Prace navazujc na
problematiku fesenou v rainci skupiny - byly jiz studovany ncspojite vrstvy samolneho rhodia na
ruznych typech podlozek a dale nespojite vrstvy intermetalickych systemu zalozenych na Rh-Al a
Rh-Sn.

Student mel za ukol prostudovat literaturu souvisejici s touto problematikou, osvojit si
experimentalni praci na ultravakuove aparatufe vybavene metodami XPS, TDS a MB a promefit
sadu vzorku nespojilych vrstev s ruznym pomcrein Rh/V. Student zadanou experimentalni cast
splnil a projevil se jako schopny a pracovity expcrimentalor.

Byly pfipraveny jednak rcfcrencni vzorky - vanad napafovany na rhodiovou folii a
postupne napafovana vrstva samotncho vanadu na y-M2O_,. Poslczc byly pfipraveny 4 vzorky
nespojitych kovovych vrstev na Y-A12OS s ruznym pomercm vanadu a rhodia. Vsechny vzorky byly
zkoumany vysc zminenymi metodami. U intermetalickych syslemu byla pozorovana zmena
v elcktronove struktufe zpusobena vzajcmnou interakci, ktera se projevila v adsorpcnich
vlastnostech zkoumanych systemu - ty zavisely na zpusobu pfipravy vrstev (vanad na rhodiovou
folii) a na pomeru jcdnotlivych sloz.ek. Bylo namefeno velke mnozstvi dat, mozna by bylo
vhodnejsi prezentovat jcn vybrane vysledky a vice se soustfedit na intcrprelaci. Chtela bych ocenit
velmi pcclivc zpracovani dat i autorovu interpretacni odvahu.

Diplomova prace je pfimcfenc rozdelena do jednotlivych kapitol. Po formalni strance je
zpracovana temef pfikladne - pfeklepy jsem nalezla pouze dva, v zavcru (bod 1) je neuplna vela.
V uvodni casti mi chybi citace literatury u pfevzatych obrazku (Obr. 1.1.-1.3.)- Jistym nedoslatkem
prace je velmi usporny text, nekdy az na ukor srozumitelnosti, nicmene je logicky vystaveny a
prace pusobi presvedcive. Pravopis si vzhlcdem k tomu, ze se jedna o slovenstinu, netroufam
hodnotit, tim vsak rozhodne ncchci naznacit, ze bych postfehla nejake chyby.

K diplomovc praci mam nasledujici pripominky:
1. Str. 15, druhy odslavec - domnivam se, zc povrchova citlivost metody XPS neodpovida

uvedenym hodnotam, zvlastc pro oxidy muzc dosahovat hloubek az; nekolik desitek nm.
2. Str. 15 - terminy ,,pocatccni stav, relaxacni energie, konecny stav" jsou pouzivany obecne

pfi popisu metody XPS a nejsou platne jen pro nesene castice, jak z textu vyplyva. Ale
mozna se jcdnajcn o nevhodnou formulae!.

3. U obr.1.8 by bylo vhodne uvest na cem CO adsorbovalo a citovat zdroj.
4. Str. 21 - tabulka 1.2 je pfilis komprimovana, bylo by vhodne upfesncni.
5. Str. 28 - tab. 2.1, neni uvcdena hodnota expozice CO u vzorku F2
6. Str. 29 — bylo by vhodne v textu zduraznit, ze pik V 2pi/2 se pfekryva s pikem Rh 3pi/2 a

uvest hodnotu vazebne energie Rh 3pi/2. pfipadne spektrum mefene oblasti pfed expozici
vanadu.

7. Str. 30 - u obr. 2.3.c je chybne uveden popis u ,,c"crvencho" spcktra.
8. Str. 30-text u obr. 2.4 je ponekud neuplny.
9. Str. 33 - u experimentu ncni uvedena teplota depozice,
10. Str. 36 - komcntaf tvaru piku v obr. 2.9 b) pouzc v obrazku neni vhodny, spektra v casti c)

jsou zobrazena bez odecteni pozadi?
11. Str. 37 -tabulka 2.4 -hodnota v poslednich dvou sloupcich je spravne?



12. Str. 39 -- v textu i obrazku by bylo vhodne uvest hodnotu pro vazebnou energii
odpovidajici objemovcmu cistemu Rh.

13. Str. 40 -obr. 2.11 -bylo by vhodne v textu vysvetlit puvod pi'ku O ls(Kcc;0
14. Str. 59 - v bode 1. chybi cast vety

Pripadne ota/ky pri obhajobe a namety do disku/e:
1. Je znamo, zda a jak adsorbuje CO na vanadu?
2. V experimentu, kdy se napafoval vanad na polykrystalicke rhodium, postradam informaci o

vazebne energii rhodia a jcji'ch pfipadnych zmenach.
3. Podlozky y-A^Oj pouzite pro experimenty byly pfed depozici kovu cisteny nejprve

ohfevem a posleze pomerne dlouhym a intcnzivnim iontovym odprasovanim. Je znamo, ze
pfi odprasovani dochazi k poskozeni povrchu, ktere ovlivnuje adsorpcni vlastnosti
substratu a tez k obohaceni povrchu Al vlivem preferencniho odprasovani kysliku. Obe
skutecnosti mohou ovlivnit posleze deponovane vrstvy. Prosim o komentaf.

4. U vzorku pfipravenych na podlozce y-AhOi, dochazelo k posuvu spekter zpusobenych
nabijenim vzorku. Oprava byla provadena urcenim polohy Fermiho meze. Nicmene
vzajemna interakce Rh a V vcdla kc x.mcnam v oblasti valencniho pasu i Fcrmiho meze.
Urceni polohy EF s pfesnosti na 0,1 eV povazuji za ponekud optimisticke. Prosim o
podrobnejsi diskuzi a moznost ovlivneni vysledku, zcjmena zmen vazebnych energii
jednotlivych piku.

5. Z jakych duvodu se oxidace zkoumanych vzorku provadela pfi tcplote 160 °C?
6. V praci nejsou porovnany valcncni pasy jednotlivych vzorku mezi sebou a tez s valencnimi

pasy cistych kovu. Prosim o uvcdeni spekter a komentaf zmcn jejich tvaru s ohledem na
adsorpci CO. Pak snad bude i lepe zdokumentovano tvrzeni tykajici se vzorku G4 a zmen
v jeho valcncnim pasu (str. 49, prvni odstavcc).

7. Vyslcdky ziskane na vzorku G4, kdy se napafovalo nejprve rhodium a pak vanad jsou
relativne pfekvapive. Prosim o podrobnejsi komentaf, ktery v praci chybi.

8. Na nespojitych vrstvach V-Rh byl promefovan koeficient ulpeni CO. Vzhledem k tomu, ze
nebylo uvedcno pokryti u techto vrstev, ncni mi zcela jasny vyznam tohoto mefeni. Prosim
o komentaf.
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